Sociedade Brasileira de Quimica ( SBQ)

Caracterizacdo de residuos de tinta metalica por FTIR e TGA.
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Introducéo

A geracdo de residuos da indlstria que emprega
processos de pintura pode se tornar um sério
problema ambiental [1]. Devido ao perigo envolvido no
descarte deste material ativo, estudos vém sendo
realizados visando caracterizar, adequar a disposi¢éo
e reaproveitamento deste tipo de residuo [2]. A
identificacdo, quantificacdo e separacdo dos
componentes da tinta é um passo fundamental para o
destino  correto destes residuos.  Técnicas
espectroscopicas, cromatograficas e térmicas (DSC
e TG) vém sendo usadas para avaliar tintas e seus
componentes [2, 3]. Neste trabalho, o residuo de tinta
metdlica empregado na repintura de botijées de gas
foi caracterizado pelas técnicas de espectroscopia na
regido do infravermelho (FTIR) e por analises térmica
diferencial (DTA) e termogravimétrica (TGA) [2].

Resultados e Discussao

A analise do espectro de infravermelho do residuo de
tinta apresentado na figura 1 permite avaliar a
presenca de substancias organicas tais como a
resina provavelmente de natureza alquidica e
hidrocarbonetos aromaticos associados a presenca
das bandas em 3024 cm™ -n (C — H), 1563 cm™ -n (C
= C aromatico), 1452 cm™ -n (C = C aromatico) dCH,)
e as bandas em 747 e 699 cm™ de derivados
substituidos do benzeno. Ainda se observa a
presenca das bandas em (3436 -n(OH), 1706 - n
(C=0) e 1263 cm™n (C — O) que podem estar
relacionadas a presenca de acidos graxos ou 6leo em
formulagcbes com resinas alquidicas e aditivos. As
bandas na regido 1150 a 900 cm™ podem estar
relacionadas a presenca de pigmentos inorganicos
como os silicatos de aluminio [2].

A figura 2 apresenta a andlise termogravimétrica do
residuo em ar estatico. Para temperaturas inferiores a
150°C o residuo apresenta uma perda de massa de
cerca de 20% devido a saida de solvente da amostra.
Para temperaturas superiores a 150°C dois processos
termodegradativos sdo observados que resultam na
presenca de dois picos exotérmicos na curva de DTA:
o primeiro em 360°C e o segundo em 502°C. Para a
resina alquidica pura se observam estes picos
em 400 e 525°C,
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respectivamente [3]. O fato de se observar
temperaturas mais baixas para o residuo pode ser
atribuido ao efeito plastificante do solvente. Acima de
550°C restam cerca de 30% em massa devido as
cargas presentes na formulagéo.
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Figura 1. Espectro na regido do infravermelho para o
residuo de tinta como recebido.
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Figura 2. Curvas TGA e DTA para o residuo de tinta
como recebido.

Conclusdes |

Os resultados de infravermelho e das analises
térmicas permitiram algumas conclusfes iniciais
sobre o tipo de substancias presentes na tinta e a
quantidade de vérias substancias presentes no
residuo, possibilitando definir possiveis condi¢des de
tratamento para recuperacdo dos componentes da
tinta, dados fundamentais para o objetivo do estudo.
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